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Applications and

Contents)

充填β-Mn構造カイラル磁性体Fe2-xPdxMo3Nエピタキシャル薄膜が室温で微小サイズ
(60 nm)の磁気スキルミオンを有することがLorentz-TEM法及びスキルミオンにお
けるトポロジカル輸送特性(トポロジカルホール効果)から実証され、スキルミオン
デバイス応用に新たな可能性が示されている1。一方、B-20型カイラル磁性体MnSi
における磁気スキルミオンによるトポロジカルホールネルンスト効果が報告されて
おり、磁 気 ス キ ル ミ オ ン をもちいた 熱電デ バ イ ス応用 の 可 能 性が示唆され
た2。MnSiに関する先行研究により、トポロジカルネルンスト効果がスキルミオン
の有効磁場に依存することが示唆され、Fe2-xPdxMo3Nにおけるスキルミオンが大
きな有効磁場を発生することが先行研究から知られており、スキルミオン熱電変換
デバイスの応用に向いている。故に、本研究はFe2-xPdxMo3Nエピタキシャル薄膜
を用いて、磁気特性及び熱輸送特性の測定を通してスキルミオン起因のトポロジカ
ルネルンスト効果の評価を行う。

実験
Experimental

Fe2-xPdxMo3Nエピタキシャル薄膜におけるスキルミオン起因のトポロジカルネル
ンスト効果を評価するために、薄膜試料の面直磁化の測定を行った。NI-018磁気特
性測定装置（Quantum Design社製MPMS3）を用いて2-400 Kの温度範囲と- 2 T ~
2 Tの磁場範囲において薄膜試料のM-H特性を測定した。

結果と考察
Results and Discussion

ネルンスト効果の理論によって、異常ネルンスト効果が磁化に依存し、トポロジカ
ルネルンスト効果がスキルミオン密度及び有効磁場に依存する。Fe1.3Pd0.7Mo3N薄
膜試料における300 KでのM-H曲線はFi. 1 (a)に示す。同一サンプルの室温における
ネルンスト効果をFig. 1 (b)にします。測定点がFe2-xPdxMo3NのT-x相図における位
置はFig. 1 (c)にします。先行研究により、Fe2-xPdxMo3Nは0.15 < x < 1.2の組成範
囲とTC以下の温度領域においてスキルミオンを形成することにより、測定点はスキ
ルミオン相にあることが保証される。そして、ネルンスト効果(Fig. 1 (b))から磁化
起因の異常ネルンスト効果(Fig. 1 (b))を差し引いた結果、スキルミオン起因のトポ
ロジカルネルンスト効果をFig. 1 (d)に示す。室温において顕著なトポロジカルネル
ンスト効果が得られてる。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 (a) Out-of-plane MH curve at 300 K, and (B) Nernst effect at room-
temperature. (c) Skyrmion phase diagram of Fe2-xPdxMo3N with the red triangle
representing the measurement point for MH and Nernst effect. (d) Topological
Nernst effect estimated from the Nerest curves and MH curves. 
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